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Motivation





























• Hprop ≈ 2 Oe Good!!
• V pulse : 
1,4V  10ns




















































• Hinj = 8 Oe > Hprop
1 Type Pinned DWs !!!
• Hinj = 0 Oe < Hprop
1 type Unpinned DWs !!! (Prieto PRB 2011, Muñoz Nat Comm 2011)
Results


















































































































































































































• Hinj =  0 Oe TCCW + TCW
Hinj >Hwalker + No depinning events
















Si te fijas en la tesis de Hayashi, en la imagen de MFM la TC (pag 57) aparece pineada en el centro del notch y no a su derecha como en 
mis simulaciones.  Esto explica que se necesite mas campo para depinearla, en la realidad que en la simulaciones. ¿Porque pasa esto? Se 
podría argumentar esto con el Stochastic pinning que a campo alto la pared esta mas distorcionada y se pinea mas? Por eso cuando 
deberia desanclarse sigue pineada, que en la simulaciones no se ve pero en la realidad existe y esta medido. Fact 3


